OPTICKE VLASTNOSTI TENKYCH VRSTEV

(O MERIME
Charakterizace optickych tenkych vrstev a ploch v ultrafialové a viditelné oblasti
vinovych délek.

« indexu lomu (dielektrické funkce) a absorpcniho koeficientu

«  plodnd homogenita tenkjch vrstev

«whodnoceni vlastnosti na zakladé fyzikdlniho modelu

«  z0becnénd elipsometrie a méfenf prvkd Muellerovy matice (117 15)

« odraznost, propustnost a absorpce

CiM MERIME / PRISTROJOVE VYBAVENI

Spektralnf elipsometr J.A. Woollam s rotacnim kompenzatorem
« rozsah vinovych délek 190-1000 nm
«  mikroskopické ndstavce k omezeni velikosti stopy na 700 mm
« dvouosy posuvny stolek 100x100 mm pro mapovani
Dvousvazkavy spektrometr Lambda850 fy PerkinElmer
«  rozsah vinovych délek 175-900 nm, rozliseni 0,05 nm
 méfenfodraznosti s thlem dopadu od 8° (systém URA)
Optovldknové spektrometry, integracni koule

APLIKACE

*  vjzkum a vjvoj novych materidld
« vyroba odraznych ploch pro védecké a priimyslové potfeby
« optimalizace depozice tenkych vrstev

Spolecna laboratof optiky Univerzity Palackého a Fyzikalniho dstavu AV CR
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Odraznost v zavislosti na d (A=400.0 nm, £;=70 st}
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Spektralni elipsometr J.A. Woollam

(1, &) v zavislosti na d (A=400.0 nm, 4,=70 st)

(4, A yqg) v zévislosti na d (A=400.0 nm, 6,70 51)

NiO tenka vrstva na Si substratu - zavislosti na tloustce
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Index lomu NiO

Reflectivity of layers - HFO2/MgF 2/Al
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Odrazivost tenkeé vrstvy Hf02/MgF2/Al na
podloZce

Spektrometr Lambda 850 kiemikové

jointlab.upol.cz | info@slo.upol.cz
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